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平成３１年度ISO/TC172/SC1分科委員会開催

５月１４日（火）午前、港区芝公園の機械振興会館会議室において、平成３１年度ISO/TC172/SC1(光学及びﾌｫﾄﾆｸｽ/基本規格)分科委員会が開催されました。

委員による自己紹介の後、まず、平成３０年度の活動報告が、渋谷ＳＣ１分科委員会会長及び各ワーキンググループの主査より行われました。次いで事務局より平成３０年度の収支報告が行われました。

平成３１年度SC1分科委員会の主な報告事項は以下のとおりです。（渋谷分科会長の報告書より抜粋）
Ⅰ．ISO/TC172/SC1分科委員会委員（敬称略）
氏　　　名　　　　　　　代表する組織等　　　　　　　　　　勤務先等

渋谷眞人　　　
ＳＣ１分科委員会会長　　　　　　
東京工芸大学　名誉教授
木佐貫純也　
経済産業省産業技術環境局　
国際標準課
三浦康晶　　
日本規格協会　　　　　　　　　　
標準部　規格開発ユニット
山本直樹　　　
カメラ映像機器工業会　　　　　
主幹
財部義史　　　
日本医用光学機器工業会　　
同工業会事務局長

小林哲夫　　
日本顕微鏡工業会　　　　　　　
同工業会事務局長

水垣　勉 　　
日本光学硝子工業会　　　　　
同工業会事務局長

目黒　洋　　
日本光学測定機工業会
同工業会事務局長
利田　光考　　
㈱トプコン　　　　　　　　　　
技術本部
神崎淳二　　
日本望遠鏡工業会　　　　　　　
同工業会会員委員
松山知行

SC１分科委員会委員

㈱ニコン



Ⅱ．報告事項
1. 構成
議　長：Frank Höller（ドイツ：Carl Zeiss Oberkochen）
事務局：ドイツ（DIN：Clara Engesser　副Jennifer Dias）

メンバー：

P（Participating）メンバー（活動会員）：ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ルーマニア、スイス、イギリス、アメリカ　（11カ国）

O（Observer）メンバー（傍聴会員）：オーストリア、ブルガリア、チェコ、香港、中国、
ハンガリー、イラン、ポーランド、ロシア、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン、（12カ国）　(2018年からロシアがPメンバーからOメンバーに移動)

WG：
WG1: General optical test methods

      　Convenor: Eckhard Langenbach (スイス、FISBA)　
国内主査：小山剛史（キヤノン）(2019年２月から吽野靖行(キヤノン)に交代)

WG2: Preparation of drawings for optical elements and systems

      　Convenor:　 Richard N. Youngworth（米国：Riyo LLC）　
　　　　国内主査：富岡誠(オリンパス)　 

WG3: Environmental test methods

      　Convenor: Michel Honlet（ドイツ,Cassidian社）
　　　　国内主査：石井裕和(ニコン)（2019年度から徳田憲明（ニコン）に交代）

WG4: Data transfer：Contents and management

      　dormant(休眠状態)であるが、下記Ad hoc Groupが活動している。
Ad hoc Group： NODIF and PLIB　
Convener：Toshiya Takitani, Junji Kamikubo
国内主査：上窪淳二（ホヤ）
2. 活動状況

2.1 国際会議

（１）SC1全体会議

・日時・開催場所・参加国・出席者数

2018年10月24日から26日（SC1プレナリー会議は24日と26日）（第31回SC1総会）。場所：自然博物館内会議室（サンクトガレン・スイス）。Pメンバー11カ国のうち、中国(3名)、フランス(2名)、ドイツ（12名）、日本(9名)、スイス(2名)、アメリカ（5名）、英国（1名）の７カ国から 34名の出席があった（議長及び秘書１名を含まず）。今回、常連のルーマニアが欠席であった。英国は5年ぶりの参加である。
日本からは、渋谷眞人(東京工芸大学、代表団長、SC1国内委員長、WG1、WG2、WG3エキスパート)、小山剛史（キヤノン、WG1国内委員会主査、WG1エキスパート）、富岡誠（オリンパス、WG2国内委員会主査、WG2エキスパート）、瀧谷俊哉氏（コニカミノルタ、WG4、NODIF&PLIBad-Hoc-Group Convener）、斉藤道明氏（ニコン、ＷＧ４エキスパート）、茂木隆宏氏（日本光学工業協会、TC172およびSC1国内事務局長）、室谷裕志氏（東海大学、SC1/WG１兼SC3/WG2エキスパート）、大西晃宏氏（（株）メイショーテクノ、SC1/WG１兼SC3/WG2エキスパート）、秋山貴之氏（ニコン、SC1/WG１兼SC3/WG2エキスパート）の9名が参加した。WG3は大きな課題はなかったため、日本側はWG3国内主査の石井さん（ニコン）とWG3コンビナーのホンラットさんと事前に密接に連絡を取り、会議には参加していない。　
なお、光学材料不完全性(Material imperfections)の図面に関する新規格10110-18（SC1/WG2担当、10110-2,3,4を統合する規格）と、光学材料の特性に関する12123（SC3/WG1担当）とが密接に関係するため、SC3/WG1の会議が、SC1PlenaryⅡの後に開催され、日本SC3/WG1から数名が参加した。

・主な議決事項、特記事項など

＊TC172/SC1の会議である、光学機器がますます高精度・高性能になり、新たな設計法・加工法・計測法も発展しており、光学素子の面精度や面粗さの測定法、及びそれらの図面表記法の重要性が一層高まってきている。WG１では干渉計測の高精度化や研磨面検査に関するマシンビジョンなど、WG2会議ではDOEや非球面の図面化など、熱心に議論した。WG4はdormant（休眠状態）のままであるが、ISO25297( NODIF)とISO23584（PLIB）とに関する、日本の瀧谷さん上窪さんがリーダーであるad-Hoc-Group（特任部会、臨時専門部会）において熱心に議論が行われた。
＊次回は、2019年11月に中国で開催する。

2.2 国内会議
(1)  SC1分科委員会：2018年5月15日: 機械振興会館

　  分科会会長と各WG主査から、2017年度の活動報告を関連業界に行った。
2.3 JIS原案作成委員会

WG2関係の10110-6,10110-7,10110-9、及び10110-11が改正されており、JIS改正作業を進めることを決めた。2019年12月頃から具体的作業を始める予定である。

3. 発行された国際規格

(1) ISO 10110-14 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14 Wavefront deformation”

(2) ISO 10110-18 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 18 Material Imperfections – Stress Birefringence, Bubbles and Inclusions, Homogeneity, and Striae ”

4. 規格案投票関係 

4.1　CD、DIS, FDIS（括弧内は日本の投票/　投票結果/ 会議審議結果）(committee draft,　draft International Standard, draft International Standard) なお、ＣD投票結果判定は公式にはなく、SC1では全て投票後の国際会議で判断している。100%approveのときはDISを飛ばしてFDISに行くこともある。
(1) ISO/FDIS 13653 (WG1) “Optics and photonics— Measurement of relative irradiance in the image field”  ( approval / approved/―) 

(2) ISO/FDIS 19962 (WG1) " Optics and photonics – Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements” ( approval / approved/―) 

(3) ISO/DIS 13653 (WG1) " Optics and photonics – Measurement of relative irradiance in the image field” ( approval / approved/FDISへ（スイスresolution8）)

(4) ISO/DIS 19962 (WG1) " Optics and photonics – Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements” ( approval with comments/ approved/FDISへ（スイスresolution9）)

(5) ISO/FDIS 10110-14 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14 Wavefront deformation” (Approval with comments /approved/ 発行へ。ただしFDISへのコメントについて集約して次回SC1で議論する（スイスresolution12）)

(6) ISO/FDIS 10110-18 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 18 Material Imperfections – Stress Birefringence, Bubbles and Inclusions, Homogeneity, and Striae ” (Approval with comments /approved/ ―）
(7) ISO/DIS 10110-1(WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1 Surface imperfections” (approval with comments/ approved/Informal Review後にFDISへ（スイスresolution14）)

(8) ISO/DIS 10110-8(WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 8: Surface texture; roughness and waviness” (approval with comments/ approved/2019年4月にWEB会議)
(9) ISO/DIS 10110-12 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 12 Aspheric surfaces ” (approval with comments /approved/FDISへ（スイスresolution13））
(10) ISO/CD 9022-3:2015/PDAM 1:2018 (WG3); " Optics and photonics— Environmental test methods - Environmental test methods — Part 3: Mechanical stress AMENDMENT 1” (approval/approved(米国のみdisapprovalで2020年SRでの修正を提案）/―)
4.2　新提案投票　(括弧内は日本の投票/投票結果/ 会議審議結果)

　なし
4.3　定期(発効後3年、以後5年置き)見直し（Systematic Review） (括弧内は日本の投票/投票結果/会議審議結果)　定期見直し継続条件は、ISO/IEC　directives　2001年版2.9.3.2項に拠ると、「5カ国以上で採用されているか使用されていること、および投票において単純過半数(2.3.5に依ればabstainを除く過半数)がconfirmであること」
　なし
4.4　TR（Technical Report）投票

(1) ISO/CD TR14999-2 (WG1) " Optics and photonics – Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 2: Measurement and evaluation techniques” ( approval / approved/発行へ（スイスresolution7）)

5. 現在審議中の主な案件
(1) ISO 10110-16 PWI ”Preparation of drawings for optical elements and systems - Part 16: Diffractive surfaces”（WG2）
フレネルレンズ型のDOEもあればCGHもある。Scope(守備範囲)をどこまで広げるか、SC1内でアンケート(survey)を取った（以前にもアンケートを行ったということである。おそらく10110-16が最初に検討された2000年頃だと思われる。結局規格にはなっていない。）。日本としては積極的には関わらないが、十分に注意していきたい。スコープは絞って規格作りをしていくのが適当と考えるという意見をアンケートに記した。
(2) 表面欠陥の検査法に関する14997と図面表記に関する10110-7に絡んで、特にdimmentional methodとvisibility methodの関係を明確にするためにISO/TR 21477 (surface imperfection specification and measurement systems)が2018年に発行された（WG2担当）。さらに14997には人による検査法が示されているが、今後重要となるであろうマシンビジョン検査に関する規格ISO14997-2（PWI-22132から変更）「Machine vision test methods for surface imperfections」WG1担当)を進めてきた。日本は、当初は各社が独自にやっておりまだまだ規格にするような段階ではないと考えてきたが、状況を把握することは重要でありスイス会議においてエキスパートとして参加すると回答した。2019年2月のWEB会議で、規格とするにはまだまだ議論が必要であるということでTRとすることになった。最近の国内展示会での個人的なことであるが、中国の会社の人と話をしたところ、日本の会社から研磨面キズ検査用の光学系の開発依頼が多くあるといわれた。平面に限らないので装置としては簡単ではないとも言っていた。
(3) ISO 15368「Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements」のPart-2として、分散型分光器（プリズム分光器や回折格子分光器）に特化した上で、single-beam計測とdouble-beam計測（参照ビームに因って光源の揺らぎの影響を補正できる）の双方を明確に含んだ規格を作ることを、日本として目指している。作成担当はメイショーテクノの大西晃さんである。PWIとなるかは次回の杭州会議で決まる予定。（WG1）
(4) ISO 25297 (NODIF :Electronic exchange of optical data) は日本が中心になって作成したものである。Part-1:2012(Second Edition): NODIF information model とPart-2:2011: Mapping to the classes and properties defined in ISO 23584がある。NODIF国内委員会から、関連するISO10303-242 (STEP)最新版，ISO13584（PLIB）の各規格の主管組織（ISO/TC 184/SC4，IEC/TC 3/SC 3D）の国内委員会へ委員を派遣し，情報収集と検討を行っている。また，新たに組織されたISO/TC 184/SC 4/JWG 24 (ISO/TC184/SC4とIEC SC3D WGの合同委員会)へも委員を派遣し，ISOの辞書DBサーバー及びシステムの構築に関する活動について，国内・海外の動向等の情報収集と検討を行っている。さらに、ISO25297-1の実用化に向け，XML言語を用いた実装を継続検討中である。またIEC/SC3Dで運用されているD/Bツール(ParcelMaker)にて前年度実施したNODIFのデータモデル検証結果を受け，NODIFの構成や，産業応用・実利用シーンについて議論を行っている。
6.その他
(1) FDIS投票においても技術的コメントをすることが出来るようになった。次回のSR投票の参考にするためである。
(2)AR/VRのad-Hoc-Group（特任部会）が昨年始めに開始したが、具体的な作業は余り進んでいないと思う。スイス会議でのWG3の議題に「Environmental test methods for Head-mounted devices with optics to display images or symbols or characters superimposed independent from or superimposed onto real environmental perception」が会った事もあり、WG3を中心に（石井裕和、徳田憲明、茂木隆宏、渋谷眞人）、上原伸一氏（IEC/TC110副幹事）、氏家弘裕氏（ISO/TC159/SC4/WG2,WG12コンビナー）、大山裕氏（JEITA事務局）と2018年10月に懇談した。この二つの委員会で、実質的に十分な規格が作られているように思われる。TC159/SC4/WG12のImage safetyは、TC172/SC7と密接に関係があると思われる。もしかすると、日本というか東南アジアが中心になって規格がかなり進んでいるので、ドイツなどがこじ開けに来たのかもしれない。
＊TEC/TC110「Electronic　display　devices」WG12「Eyewear display」

＊ISO/TC159「Ergonomics（人間工学）」SC4「Human System Interaction」

WG２「virtual display requirement」WG12「Image safety」
関連工業会情報

「レンズ設計法」技術講座
開催日
：２０１９年７月１８日（木）～１９日（金）
時間
：（初　日）１０：００～１６：３０　（二日目）１０：００～１６：２０
会場
：機械振興会館　別館４階　研修室


東京都港区芝公園３－５－８

　
電話　０３－３４３４－９３２１
主催
：一般社団法人　日本オプトメカトロニクス協会

定員
：２４名

「光学実験入門」技術講座
開催日
：２０１９年８月２９日（木）～３０日（金）
時間
：（初　日）１０：００～１７：３０　（二日目）９：００～１５：１５
会場
：機械振興会館　別館４階　研修室


東京都港区芝公園３－５－８

　
電話　０３－３４３４－９３２１
主催
：一般社団法人　日本オプトメカトロニクス協会

定員
：８名

平成３１年３月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル
カメラ
	206,757
(0.60)
	11,054
(0.70)
	332,283
(0.58)
	235,600
(0.69)
	11,155
(0.72)
	300,184
(0.55)
	262,578
(1.12)

	フィルム

カメラ
	8,110
(0.94)
	10,033
(0.98)
	6,384
(0.90)
	8,409
(0.86)
	11,044
(0.95)
	7,035
(0.97)
	8,927
(1.23)

	交換レンズ


	189,803
(0.77)
	11,411
(0.82)
	127,372
(0.87)
	258,330
(0.71)
	12,928
(0.78)
	46,736
(1.31)
	575,474
(1.30)

	光学・精密
測定機
	30,903
(0.99)
	8,042
 (1.00)
	-
	31,819
(1.03)
	9,001
(1.10)
	-
	34,607
(1.17)

	光分析機器

	15,490
(0.96)
	23,634
(0.98)
	-
	17,205
(1.04)
	28,010
(1.07)
	-
	6,539
(0.90)

	測量機


	 4,884
(0.71)
	742
(0.65)
	-
	15,171
(0.74)
	2,421
(0.86)
	-
	9,929
(2.01)

	合　計


	  -    

	64,916
(0.89)
	-
	-

	74,559
(0.92)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの
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